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2,2′-(Pyridine-2,6-diyl)diphenol (PDP) boron-ate complexes are readily excited by blue light 

irradiation to undergo carbon-boron bond cleavage, resulting in the generation of alkyl radicals. 

Although this method can easily generate alkyl radicals useful for organic synthesis under mild 

conditions, it has the disadvantages that purification after complex formation is complicated 

and that by-products having a PDP skeleton are generated after alkyl radical generation. In this 

study, we aimed to simplify the isolation and purification steps by designing polymer-supported 

PDP boron-ate complexes. When a polymer with PDP in the side chain was irradiated with 440 

nm blue light in dichloromethane in the presence of the radical scavenger (TEMPO), a 

phenylethyl radical-TEMPO adduct was obtained with a yield of 48%. It was found that the 

synthesized polymer could act as an alkyl radical source. Furthermore, the polymer components 

could be easily separated after the reaction. 
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2,2′-(Pyridine-2,6-diyl)diphenol (PDP) ホウ素アート錯体は、可視光照射によって励起

され、炭素–ホウ素結合の開裂を伴いアルキルラジカルを与える 1)。本手法は、温和な

条件下で有機合成に有用なアルキルラジカルを容易に生成できる反面、錯体形成後の

精製が煩雑である点や、アルキルラジカル生成後に PDP 骨格を有する副生成物が生

じるなどの課題を有する。本研究では、PDPホウ素アート錯体を高分子化することに

よって工程ごとの単離精製操作の簡略化を目的とした。 

側鎖に PDPホウ素アート錯体を有する高分子 Poly(PDP borate)を合成し、ラジカル

捕捉剤である TEMPO 存在下、ジクロロメタン中で 440 nm の可視光を照射したとこ

ろ、48%収率でフェニルエチルラジカル–TEMPO付加体が得られた。つまり、高分子

に担持した PDP ホウ素錯体部位が、アルキルラジカル源として合成化学的に利用で

きることを見出した。さらに、高分子成分は簡便に分離することが可能であった。 
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